第４回先端ビームテクノロジー技術・製品紹介セミナー開催案内

主催：　日本学術振興会・荷電ビームﾑの工業への応用・第132委員会

協賛：応用物理学会　ナノインプリント技術研究会　次世代リソグラフィ研究会

委員長　　　　　松井 真二　
　セミナー世話人　鷹岡 昭夫  古室昌徳  小寺　正敏　

日　時：2011年10月7日(金)13：00－１7：00

場　所：弘済会館 「会議室：椿」東京都千代田区麹町5-1（TEL：03-5276-0333）
ＪＲ「四ツ谷」駅、麹町口（上智大学前）から徒歩５分

http://www.kousaikai.or.jp/hall/index.html
セミナー参加費：無料　　　参加方法：当日受け付け　　　　定員：８０名

プログラム

(1)13:10-13:40　「フルフィールドＥＢ一括露光装置の開発」

　　　　　　　　（株）クレステック　小島　 明
(2)13:40-14:10  「次世代のマスク描画装置：ＥＢＭ-８０００について」
　　　　　　　　（株）ニューフレアテクノロジー  吉武　秀介
(3)14:10-14:40　「最新ＦＩＢ装置の紹介」
　エスアイアイ・ナノテクノロジー（株） 満　　欣
―　休憩―

(4)15:00-15:30　「最新インレンズＦＥ-ＳＥＭ ＳＵ-９０００の紹介」

（株）日立ハイテクノロジーズ　岡田　  聡
(5)15:30-16:00　「新型ＦＥ－ＳＥＭ ＪＳＭ-７８００Ｆの紹介」

日本電子（株）齋藤　学、朝比奈　俊輔、山本　康晶
(6)16:00-16:30　「新しい光学顕微鏡ＥＸＡ(Electron-beam Excitation Assisted)顕微鏡の開発」

（株）アプコ　小粥　啓子
(7)16:30-17:00  講演に関する質疑応答
